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(57)【要約】
【課題】ポスト露光により有機ＥＬ素子が損傷することを防止できる有機ＥＬ表示装置の
製造方法、及び高い発光輝度を有する有機ＥＬ表示装置を提供する。
【解決手段】有機ＥＬ素子と、前記有機ＥＬ素子の上方に形成されたカラーフィルタ又は
タッチパネルと、前記有機ＥＬ素子と前記カラーフィルタ又はタッチパネルとの間に、波
長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である層とを有する有機ＥＬ表示装置。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機ＥＬ素子と、
　前記有機ＥＬ素子の上方に形成されたカラーフィルタ又はタッチパネルと、
　前記有機ＥＬ素子と前記カラーフィルタ又はタッチパネルとの間に、波長３１３ｎｍに
おける光透過率が３０％以下である層と
を有する有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記有機ＥＬ素子上に封止層を有し、
　前記封止層上に紫外線吸収層を有し、
　前記紫外線吸収層上に前記カラーフィルタ又はタッチパネルを有しており、
　前記波長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である層が、前記封止層及び前記紫
外線吸収層を有する積層体である、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記紫外線吸収層が金属酸化物を含む、請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記金属酸化物がジルコニウム、チタン及び亜鉛から選ばれる金属原子の酸化物を含む
、請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記波長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である層が、有機封止層と無機封止
層とを交互に有する有機無機封止層を有する、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記カラーフィルタが感放射線性着色組成物のパターン化膜であり、前記タッチパネル
が感放射線性組成物のパターン化膜を有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の有機
ＥＬ表示装置。
【請求項７】
（１）有機ＥＬ素子上に、波長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である層（以下
「光遮断層」ともいう）を形成する工程と、
（２）感放射線性着色組成物又は感放射線性組成物の塗膜を
　　　前記光遮断層上に形成する工程と、
（３）感放射線性着色組成物又は感放射線性組成物の塗膜に、マスクを介して、
　　　第１の放射線を照射する工程と、
（４）放射線照射後の前記塗膜を現像する工程と、
（５）現像後の前記塗膜に第２の放射線を照射する工程と
（ただし、第１の放射線と第２の放射線は同一でも異なっていてもよい。）
を有する、
　有機ＥＬ素子と、前記有機ＥＬ素子の上方に形成されたカラーフィルタ又はタッチパネ
ルと、前記有機ＥＬ素子と前記カラーフィルタ又はタッチパネルとの間に、波長３１３ｎ
ｍにおける光透過率が３０％以下である層とを有する有機ＥＬ表示装置
の製造方法。
【請求項８】
　前記工程（５）が、下記の（５－ｉ）又は（５－ii）である、請求項７に記載の有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造方法。
（５－ｉ）前記塗膜を１５０℃以下で加熱した後、第２の放射線を照射する工程；
（５－ii）前記塗膜に第２の放射線を照射した後、１５０℃以下で加熱する工程；
【請求項９】
　前記工程（１）における光遮断層が、前記有機ＥＬ素子の封止層を含むか、又は前記有
機ＥＬ素子の封止層及び紫外線吸収層を含む、請求項７又は８に記載の有機ＥＬ表示装置
の製造方法。
【請求項１０】
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　前記第２の放射線は、波長３１３ｎｍにおける発光強度が波長３６５ｎｍにおける発光
強度に対して１／６以上である、請求項７～９のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置
の製造方法。
【請求項１１】
　金属酸化物、重合性化合物及び感放射線性重合開始剤を含有する、紫外線吸収層形成用
硬化性組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置及びその製造方法、並びに紫外線吸収層形成用硬化性組成
物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年開発が進められている電子デバイス用素子の一つとして、陽極、有機発光層及び陰
極を含む積層構造を有する有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子が知られている。
　有機ＥＬ表示装置としては、有機ＥＬ素子とカラーフィルタとを有する構成が知られて
いる。一般的に、カラーフィルタを形成する方法としては、硬化性着色組成物を対象基板
上に塗布し、プレベーク、露光、現像、ポストベークを行う方法があり、必要とする色に
応じてこの工程を繰り返す（特許文献１参照）。ここでポストベークは例えば２００℃を
超える高温であるため、有機ＥＬ素子上にカラーフィルタを形成する場合、高温のポスト
ベークを行うと、有機ＥＬ素子、特に有機発光層が損傷する場合があり、また、有機ＥＬ
素子の基板として樹脂基板を用いると、当該樹脂基板が損傷する場合がある。
【０００３】
　また、同様に有機ＥＬ素子上にタッチパネルを直接形成した素子についても製品化され
ている。これらのタッチパネルは、無機絶縁膜のパターン化膜又は感放射線性組成物のパ
ターン化膜と、金属薄膜配線とを有する。
【０００４】
　感放射線性組成物のパターン化膜を形成する方法としては、感放射線性組成物を対象基
板上に塗布し、プレベーク、露光、現像、ポストベークを行う方法があり、必要とされる
層数に応じてこの工程を繰り返す。ここでポストベークは例えば２００℃を超える高温で
あるため、有機ＥＬ素子上に感放射線性組成物のパターン化膜を有するタッチパネルを形
成する場合、高温のポストベークを行うと、有機ＥＬ素子、特に有機発光層が損傷する場
合があり、また、有機ＥＬ素子の基板として樹脂基板を用いると、当該樹脂基板が損傷す
る場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１５／０２５６８９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　高温のポストベークによる素子や基板の損傷を避けるため、高温でのポストベークにか
えてポスト露光が有用と考えられる。ポスト露光は、高温のポストベークを適用できない
系において、高温のポストベークの代わりに、強力な光を露光してパターン表面を硬化さ
せる技術である。
【０００７】
　しかしながら、ポスト露光で用いる光は強力であるため、ポスト露光であっても有機Ｅ
Ｌ素子が損傷する場合がある。本発明の課題は、ポスト露光により有機ＥＬ素子が損傷す
ることを防止できる有機ＥＬ表示装置の製造方法、及び高い発光輝度を有する有機ＥＬ表
示装置、並びに前記有機ＥＬ表示装置の構成部材の形成に有用な組成物を提供することに
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ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは前記課題を解決すべく鋭意検討を行った。その結果、有機ＥＬ素子と、前
記有機ＥＬ素子の上方に形成されたカラーフィルタ又はタッチパネルとの間に、光遮断層
を設けることで、前記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　本発明は、例えば以下の［１］～［１１］に関する。
　［１］有機ＥＬ素子と、前記有機ＥＬ素子の上方に形成されたカラーフィルタ又はタッ
チパネルと、前記有機ＥＬ素子と前記カラーフィルタ又はタッチパネルとの間に、波長３
１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である層とを有する有機ＥＬ表示装置。
【００１０】
　［２］前記有機ＥＬ素子上に封止層を有し、前記封止層上に紫外線吸収層を有し、前記
紫外線吸収層上に前記カラーフィルタ又はタッチパネルを有しており、前記波長３１３ｎ
ｍにおける光透過率が３０％以下である層が、前記封止層及び前記紫外線吸収層を有する
積層体である、前記［１］に記載の有機ＥＬ表示装置。
【００１１】
　［３］前記紫外線吸収層が金属酸化物を含む、前記［２］に記載の有機ＥＬ表示装置。
【００１２】
　［４］前記金属酸化物がジルコニウム、チタン及び亜鉛から選ばれる金属原子の酸化物
を含む、前記［３］に記載の有機ＥＬ表示装置。
【００１３】
　［５］前記波長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である層が、有機封止層と無
機封止層とを交互に有する有機無機封止層を有する、前記［１］に記載の有機ＥＬ表示装
置。
【００１４】
　［６］前記カラーフィルタが感放射線性着色組成物のパターン化膜であり、前記タッチ
パネルが感放射線性組成物のパターン化膜を有する、前記［１］～［５］のいずれか１項
に記載の有機ＥＬ表示装置。
【００１５】
　［７］（１）有機ＥＬ素子上に、波長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である
層（以下「光遮断層」ともいう）を形成する工程と、（２）感放射線性着色組成物又は感
放射線性組成物の塗膜を前記光遮断層上に形成する工程と、（３）感放射線性着色組成物
又は感放射線性組成物の塗膜に、マスクを介して、第１の放射線を照射する工程と、（４
）放射線照射後の前記塗膜を現像する工程と、（５）現像後の前記塗膜に第２の放射線を
照射する工程と（ただし、第１の放射線と第２の放射線は同一でも異なっていてもよい。
）を有する、有機ＥＬ素子と、前記有機ＥＬ素子の上方に形成されたカラーフィルタ又は
タッチパネルと、前記有機ＥＬ素子と前記カラーフィルタ又はタッチパネルとの間に、波
長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である層とを有する有機ＥＬ表示装置の製造
方法。
【００１６】
　［８］前記工程（５）が、下記の（５－ｉ）又は（５－ii）である、前記［７］に記載
の有機ＥＬ表示装置の製造方法。（５－ｉ）前記塗膜を１５０℃以下で加熱した後、第２
の放射線を照射する工程；（５－ii）前記塗膜に第２の放射線を照射した後、１５０℃以
下で加熱する工程。
【００１７】
　［９］前記工程（１）における光遮断層が、前記有機ＥＬ素子の封止層を含むか、又は
前記有機ＥＬ素子の封止層及び紫外線吸収層を含む、前記［７］又は［８］に記載の有機
ＥＬ表示装置の製造方法。
【００１８】
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　［１０］前記第２の放射線は、波長３１３ｎｍにおける発光強度が波長３６５ｎｍにお
ける発光強度に対して１／６以上である、前記［７］～［９］のいずれか１項に記載の有
機ＥＬ表示装置の製造方法。
【００１９】
　［１１］金属酸化物、重合性化合物及び感放射線性重合開始剤を含有する、紫外線吸収
層形成用硬化性組成物。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、ポスト露光により有機ＥＬ素子が損傷することを防止できる有機ＥＬ
表示装置の製造方法、及び高い発光輝度を有する有機ＥＬ表示装置、並びに前記有機ＥＬ
表示装置の構成部材の形成に有用な組成物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、実施例で使用した放射線（Ａ）の分光分布を示す図である。
【図２】図２は、実施例で使用した放射線（Ｂ）の分光分布を示す図である。
【図３】図３は、有機ＥＬ表示装置の一例の概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明を実施するための形態について、好適態様も含めて詳細に説明する。本明
細書で例示する各成分は、特に言及しない限り、それぞれ１種単独で用いてもよく、２種
以上を併用してもよい。また、本明細書において引用される各特許公報に記載されている
化合物等は、本明細書に記載されているものとする。
【００２３】
　［有機ＥＬ表示装置］
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子と、前記有機ＥＬ素子の上方に形成された
カラーフィルタ又はタッチパネルと、前記有機ＥＬ素子と前記カラーフィルタ又はタッチ
パネルとの間に、波長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である層（以下「光遮断
層」ともいう）とを有する。
【００２４】
　図３に、カラーフィルタを有する有機ＥＬ表示装置の概念図を示す。図３の有機ＥＬ表
示装置は、基板１０と、基板上に配置された有機ＥＬ素子２０と、光遮断層３０と、カラ
ーフィルタ層４０とを有する。光遮断層３０は、有機ＥＬ素子２０とカラーフィルタ層４
０との間に配置されている。矢印は、有機ＥＬ素子２０から放出される光である。有機Ｅ
Ｌ素子の上方とは、例えばトップエミッション型の場合、光取出し側（封止用基板側）で
ある。また、「ＡＡ上のＢＢ」や「ＡＡ上に配置されたＢＢ」、「ＡＡ上にＢＢを形成す
る」という表現において、ＡＡとＢＢは接している必要はなく、例えば他の層がＡＡとＢ
Ｂとの間に存在していてもよい。
【００２５】
　＜有機ＥＬ素子＞
　有機ＥＬ素子は、その構造の詳細な説明は省略するが、発光材料を含む有機発光層が互
いに対向する一対の電極の間に挟持されてなる構造を有すればよく、すなわち有機発光層
が互いに対向する陽極と陰極との間に挟持されてなる構造を有すればよく、例えば、陽極
／有機発光層／陰極を有する公知の構造をとることができる。
【００２６】
　有機発光層は、有機材料である発光材料、すなわち、有機発光材料を含有する。有機発
光層は、一実施態様では、例えば素子駆動時に白色光を放射する層であり、前記白色光は
、対応するカラーフィルタによって透過選択された色光となって有機ＥＬ表示装置から放
出される。
【００２７】
　有機発光層に含まれる有機発光材料は低分子有機発光材料であっても、高分子有機発光
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材料であってもよい。例えば、Ａｌｑ3（トリス（８－キノリノラト）アルミニウム）、
ＢｅＢｑ3（ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリネート）ベリリウム）等の基材
母体にキナクリドンやクマリンをドープした材料を用いることができる。高分子有機発光
材料としては、例えば、ポリフェニレンビニレン及びその誘導体、ポリアセチレン及びそ
の誘導体、ポリフェニレン及びその誘導体、ポリパラフェニレンエチレン及びその誘導体
、ポリ３－ヘキシルチオフェン及びその誘導体、ポリフルオレン及びその誘導体等を選択
して用いることができる。
【００２８】
　有機ＥＬ素子の陽極及び陰極は、それぞれ導電性の材料からなる。陽極の材料としては
、例えば、Indium Tin Oxide（ＩＴＯ）、Indium Zinc Oxide（ＩＺＯ）、酸化スズや、
アルミニウム（Ａｌ）、ＡＰＣ（銀、パラジウム、銅の合金）、ＡＲＡ（銀、ルビジウム
、金の合金）、ＭｏＣｒ（モリブデンとクロムの合金）、ＮｉＣｒ（ニッケルとクロムの
合金）等の金属が挙げられ、またこれらの金属と透明性の高い電極（例：ＩＴＯ）との積
層膜でもよい。陰極の材料としては、例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ、酸化スズや、マグネシウ
ム（Ｍｇ）、カルシウム（Ｃａ）、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、これらの１種又
は２種以上を含む合金等の金属が挙げられ、またこれらの金属と透明性の高い電極（例：
ＩＴＯ）との積層膜でもよい。
【００２９】
　なお、陽極と有機発光層との間に、正孔注入層及び／又は正孔輸送層が配置されていて
もよい。陽極と有機発光層との間に、正孔注入層及び正孔輸送層が配置される場合、陽極
上に正孔注入層が配置され、正孔注入層上に正孔輸送層が配置され、そして正孔輸送層上
に有機発光層が配置される。また、陽極から有機発光層へ効率的に正孔を輸送できる限り
、正孔注入層及び正孔輸送層は省略されてもよい。また、陰極と有機発光層との間に、電
子輸送層及び／又は電子注入層が配置されていてもよい。
【００３０】
　また、陽極は画素ごとに分離していてもよく、陽極の端部を覆う隔壁が形成されていて
もよい。隔壁は、画素ごとに分離した陽極の端部を覆うことで発光領域を画定する。画素
は、例えば後述するカラーフィルタと対応するように配置することができる。
【００３１】
　有機ＥＬ素子は、通常、基板上に形成されている。基板としては、例えば、ガラス基板
及び樹脂基板が挙げられ、一実施態様では、可視光に対して透過率の高い透明基板が挙げ
られる。基板の構成材料としては、例えば、無アルカリガラス、ホウ珪酸ガラス、アルミ
ノホウ珪酸ガラス、石英ガラス、合成石英ガラス、ソーダライムガラス、ホワイトサファ
イア等のガラス；ポリエステル（例：ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタ
レート）、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリイミド、ポリアミド、ポリアミドイミド
、ポリエーテルイミド、ポリアリレート、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリエ
ーテルエーテルケトン、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸メチル、ポリ塩化ビニル、
ポリ塩化ビニリデン、ポリウレタン等の樹脂が挙げられる。
【００３２】
　基板は、例えば、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を有するＴＦＴ基板であり、一実施態様
では、前記ＴＦＴがマトリクス状に配置されている。また、ＴＦＴ基板は前記ＴＦＴを覆
う平坦化膜を有してもよい。
【００３３】
　＜光遮断層＞
　光遮断層は、波長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下であり、好ましくは２０％
以下である。本発明の表示装置は、光透過率が前記範囲の光遮断層を有するので、前記表
示装置製造時、特にカラーフィルタ又はタッチパネル形成時において有機ＥＬ素子の損傷
が防止されており、したがって高い発光輝度を実現することができる。
【００３４】
　光遮断層は、光透過率が前記範囲にある限り特に限定されないが、例えば、有機ＥＬ素
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子を封止する封止層や、有機ＥＬ素子を封止する封止層と前記封止層上に形成された紫外
線吸収層とを有する積層体が挙げられる。
【００３５】
　なお、本発明において、光遮断層とカラーフィルタ又はタッチパネルとの間に他の層が
形成されていてもよく、また、有機ＥＬ素子と光遮断層との間に他の層が形成されていて
もよい。他の層としては、例えば、バリア層、パッシベーション層が挙げられる。
【００３６】
　〈封止層〉
　有機ＥＬ素子の封止層としては、例えば、有機封止層と無機封止層とを交互に有する有
機無機封止層が挙げられる。例えば、２つの無機封止層の間に有機封止層を有する有機無
機封止層であってもよく、無機封止層と有機封止層とを交互に合計で４層以上有する有機
無機封止層であってもよい。有機無機封止層における合計層数は、例えば３層以上、好ま
しくは３～９層である。ここで、封止層の最外層は無機封止層であることが好ましい。
【００３７】
　無機封止層としては、例えば、特開２０１０－１６０９０６号公報、特開２０１６－０
１２４３３号公報、特開２０１６－１４３６０５号等に記載された層、具体的には窒化シ
リコン層や酸窒化シリコン層が挙げられ、これらの形成方法としては前記公報に記載され
た方法、具体的にはスパッタリング法、化学気相成長法が挙げられる。無機封止層の一層
の厚さは、通常は１０～５００ｎｍである。
【００３８】
　有機封止層としては、例えば、硬化性組成物より形成された層が挙げられる。有機封止
層の一層の厚さは、通常は１～５０μｍ、好ましくは１～２０μｍ、より好ましくは１～
１５μｍである。
【００３９】
　硬化性組成物は、例えば、重合性化合物及び重合開始剤を含む組成物である。
　重合性化合物は、２個以上の重合可能な基を有する化合物が好ましい。重合可能な基と
しては、例えば、エチレン性不飽和基、オキシラニル基（エポキシ基）、オキセタニル基
、Ｎ－アルコキシメチルアミノ基が挙げられる。重合性化合物としては、エポキシ化合物
及びオキセタン化合物等の環状エーテル化合物、２個以上の（メタ）アクリロイル基を有
する化合物、又は２個以上のＮ－アルコキシメチルアミノ基を有する化合物が好ましい。
【００４０】
　エポキシ化合物としては、例えば、１分子当り２個以上のエポキシ基を有する化合物が
挙げられる。具体的には、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂等のいわゆるエポキシ樹脂；
３’，４’－エポキシシクロヘキシルメチル ３，４－エポキシシクロヘキサンカルボキ
シレート、ε－カプロラクトン変性３’，４’－エポキシシクロヘキシルメチル ３，４
－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート等の１分子当り２個以上の３，４－エポキシ
シクロヘキシル基を有する化合物が挙げられる。
【００４１】
　重合性化合物として、硬化性組成物の濡れ広がり性を向上させるため、重合可能な基を
１個有する化合物を更に用いてもよく、例えば、エポキシ化合物及びオキセタン化合物等
の環状エーテル化合物、ビニルエーテル化合物、（メタ）アクリロイル基含有化合物が好
ましい。エポキシ化合物としては、例えば、シクロヘキセンオキサイド、１－メチル－１
，２－エポキシシクロヘキサン、エチルグリシジルエーテル、ブチルグリシジルエーテル
が挙げられる。
【００４２】
　重合開始剤としては、例えば、カチオン又はラジカル重合開始剤が挙げられる。
　カチオン重合開始剤は、可視光線、紫外線、電子線、Ｘ線等の放射線照射、加熱等によ
りプロトン酸又はルイス酸を発生するものであれば特に限定されない。例えば、イオン性
光酸発生型、非イオン性光酸発生型の開始剤が挙げられる。イオン性光酸発生型の光カチ
オン重合開始剤としては、例えば、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、芳香
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族ジアゾニウム塩、芳香族アンモニウム塩、（２，４－シクロペンタジエン－１－イル）
［（１－メチルエチル）ベンゼン］－Ｆｅ塩等のオニウム塩化合物が挙げられ、その他、
ハロゲン含有化合物、スルホン化合物、スルホン酸化合物、スルホンイミド化合物、ジア
ゾメタン化合物が挙げられる。非イオン性光酸発生型の光カチオン重合開始剤としては、
例えば、ニトロベンジルエステル、スルホン酸誘導体、リン酸エステル、フェノールスル
ホン酸エステル、ジアゾナフトキノン、Ｎ－ヒドロキシイミドスホナートが挙げられる。
【００４３】
　ラジカル重合開始剤は、可視光線、紫外線、電子線、Ｘ線等の放射線照射、加熱等によ
りラジカル重合を開始するものであれば特に限定されない。例えば、アルキルフェノン化
合物、アシルホスフィンオキサイド化合物、ビイミダゾール化合物、トリアジン化合物、
オキシムエステル化合物、ベンゾイン化合物、及びベンゾフェノン化合物等の光ラジカル
重合開始剤；過酸化物、アゾ化合物等の熱ラジカル重合開始剤が挙げられる。
【００４４】
　硬化性組成物における重合開始剤の含有量は、重合性化合物１００質量部に対して、通
常は０．０１～２０．０質量部、好ましくは０．１～５．０質量部である。
　硬化性組成物は、対象物の全面に塗布してもよく、対象物の一部に塗布してもよい。硬
化性組成物の塗布方法としては公知の方法を採用することができる。例えば、スプレー法
、ロールコート法、スピンコート法、スリットダイ塗布法、バーコート法、インクジェッ
ト法が挙げられる。
【００４５】
　硬化性組成物が放射線硬化型材料である場合、硬化のための放射線照射には、例えば紫
外線及び／又は可視光線が用いられ、波長３００～４５０ｎｍの紫外線及び／又は可視光
線がより好ましい。照射量は、好ましくは１００～２０００ｍＪ／ｃｍ2、より好ましく
は５００～１５００ｍＪ／ｃｍ2である。波長および照射量は、有機ＥＬ素子への影響を
考慮して適宜決定することができる。光源としては、例えば、後述する＜工程（３）＞に
記載のものが挙げられる。
【００４６】
　また、放射線硬化型の硬化性組成物の硬化を促進させるため、放射線照射と同時に又は
放射線照射後に加熱を行ってもよい。また、熱硬化型の硬化性組成物は、加熱により硬化
させる。例えば、これらの加熱温度としては、好ましくは８０～２００℃、より好ましく
は１００～１５０℃であり；加熱時間としては、好ましくは１～１２０分間、より好まし
くは１～６０分間である。
【００４７】
　〈紫外線吸収層〉
　紫外線吸収層は、金属酸化物を含むことが好ましい。金属酸化物としては、例えば、ジ
ルコニウム、チタン及び亜鉛から選ばれる金属原子の酸化物が挙げられ、チタン及び亜鉛
から選ばれる金属原子の酸化物がより好ましい。例えば、酸化ジルコニウム、酸化チタン
、チタン酸バリウム及び酸化亜鉛が挙げられる。
【００４８】
　紫外線吸収層において金属酸化物の含有量は、通常は１．０～５０．０質量％、好まし
くは３．０～３０．０質量％、より好ましくは５．０～２０．０質量％である。紫外線吸
収層の厚さは、通常は０．３～１０．０μｍ、好ましくは０．５～５．０μｍ、より好ま
しくは１．０～３．０μｍである。
【００４９】
　紫外線吸収層は、例えば、以下に説明するカラーフィルタを形成するための感放射線性
着色組成物中の着色剤を金属酸化物に代えた硬化性組成物を用いて、形成することができ
る。前記硬化性組成物（紫外線吸収層形成用硬化性組成物）は、金属酸化物とともに、重
合性化合物及び感放射線性重合開始剤を含有し、さらに必要に応じてバインダー樹脂、添
加剤、溶媒等を含有することができ、これらの具体例は＜カラーフィルタ＞の欄に記載す
る。各成分の含有量も、着色剤を金属酸化物に読み替えて、＜カラーフィルタ＞の欄に記



(9) JP 2018-147812 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

載する量比を適用することができる。
【００５０】
　例えば、〈封止層〉の欄に例示の塗布方法を用いて紫外線吸収層形成用硬化性組成物を
塗布して塗膜を形成した後（塗膜形成時に必要に応じてプレベークを行う）、前記塗膜に
放射線照射を行う。波長３００～４５０ｎｍの紫外線及び／又は可視光線がより好ましい
。照射量は、好ましくは１０～２０００ｍＪ／ｃｍ2、より好ましくは４０～１０００ｍ
Ｊ／ｃｍ2である。波長および照射量は、有機ＥＬ素子への影響を考慮して適宜決定する
ことができる。光源としては、例えば、後述する＜工程（３）＞に記載のものが挙げられ
る。硬化性組成物の硬化を促進させるため、放射線照射と同時に又は放射線照射後に加熱
を行ってもよい。加熱温度としては、好ましくは８０～２００℃、より好ましくは１００
～１５０℃であり；加熱時間としては、好ましくは１～１２０分間、より好ましくは１～
６０分間である。
【００５１】
　＜カラーフィルタ＞
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、一実施態様においてカラーフィルタを有する。
　カラーフィルタは、各色画素を有しており、例えば、赤色画素、緑色画素及び青色画素
を三原色とする画素アレイが配置されたフィルタであるが、黄色、マゼンダ色及びシアン
色を三原色とする画素アレイが配置されたフィルタであってもよい。また、三原色の画素
に対応する着色パターンに加えて、第４の着色パターンや第５の着色パターンを形成する
こともできる。
【００５２】
　カラーフィルタの膜厚は、通常は０．５～５μｍ、好ましくは１～４μｍである。
　カラーフィルタは、例えば、インクジェット方式、電着法、印刷法、フォトリソグラフ
ィー法等の方法により形成することができるが、本発明ではフォトリソグラフィー法が好
ましく、その詳細は［有機ＥＬ表示装置の製造方法］の欄に記載する。具体的には、カラ
ーフィルタは、例えば、感放射線性着色組成物（以下「着色組成物」ともいう）のパター
ン化膜であって、前記組成物を用いて形成することができる。
【００５３】
　着色組成物は、着色剤、重合性化合物及び感放射線性重合開始剤を含有するものであれ
ば特に限定されず、公知のものを使用することができる。着色組成物は、溶媒を配合して
、液状組成物として使用することができる。
【００５４】
　〈着色剤〉
　着色剤としては、顔料及び染料のいずれも使用することができる。対応するカラーフィ
ルタの色に応じて、適切な色を有する１種又は２種以上の着色剤を選択する。
【００５５】
　顔料としては、有機顔料及び無機顔料のいずれでもよい。有機顔料としては、例えば、
カラーインデックス（Ｃ．Ｉ．；Ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｄｙｅｒｓ　ａｎｄ　
Ｃｏｌｏｕｒｉｓｔｓ社発行）においてピグメントに分類されている化合物が挙げられ、
具体的には特開２０１１－０２８２１９号公報の段落［００１４］～［００１６］、特開
２０１３－２０５８３２号公報の段落［００２８］に記載の化合物が挙げられる。無機顔
料としては、例えば、酸化チタン、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、亜鉛華、硫酸鉛、黄
色鉛、亜鉛黄、べんがら（赤色酸化鉄(III))、カドミウム赤、群青、紺青、酸化クロム緑
、コバルト緑、アンバー、チタンブラック、合成鉄黒、カーボンブラックが挙げられる。
【００５６】
　染料としては、例えば、キサンテン化合物、トリアリールメタン化合物、シアニン化合
物、アントラキノン化合物、ジピロメテン化合物、アゾ化合物、アゾメチン化合物、キノ
フタロン化合物、フタロシアニン化合物等の有機染料が挙げられる。
【００５７】
　着色剤の含有量は、着色組成物の固形分中に、通常は５～７０質量％、好ましくは１０
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～６０質量％である。固形分とは、溶媒以外の成分である。また、各色カラーフィルタに
おいて、外光の反射を抑制するために、黒色顔料を入れてもよい。その場合、黒色顔料の
含有量は、全着色剤中に０．５～５質量％が好ましい。
【００５８】
　〈重合性化合物〉
　重合性化合物は、２個以上の重合可能な基を有する化合物が好ましい。重合可能な基と
しては、例えば、エチレン性不飽和基、オキシラニル基（エポキシ基）、オキセタニル基
、Ｎ－アルコキシメチルアミノ基が挙げられる。重合性化合物としては、２個以上の（メ
タ）アクリロイル基を有する化合物、又は２個以上のＮ－アルコキシメチルアミノ基を有
する化合物が好ましい。
【００５９】
　２個以上の（メタ）アクリロイル基を有する化合物としては、例えば、脂肪族ポリヒド
ロキシ化合物と（メタ）アクリル酸との反応物〔多官能（メタ）アクリレート〕、カプロ
ラクトン変性された多官能（メタ）アクリレート、アルキレンオキサイド変性された多官
能（メタ）アクリレート、水酸基を有する（メタ）アクリレートと多官能イソシアネート
との反応物〔多官能ウレタン（メタ）アクリレート〕、水酸基を有する（メタ）アクリレ
ートと酸無水物との反応物〔カルボキシル基を有する多官能（メタ）アクリレート〕が挙
げられる。脂肪族ポリヒドロキシ化合物、水酸基を有する（メタ）アクリレート、多官能
イソシアネート及び酸無水物の具体例としては、特開２０１５－２３２６９４号公報の段
落［００６５］に記載された化合物が挙げられ、カプロラクトン変性された多官能（メタ
）アクリレート及びアルキレンオキサイド変性された多官能（メタ）アクリレートとして
は、同公報の段落［００６６］に記載された化合物が挙げられる。
【００６０】
　具体例としては、例えば、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタ
エリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アク
リレート、ジペンタエリスリトール（メタ）ヘキサアクリレートが挙げられる。
【００６１】
　２個以上のＮ－アルコキシメチルアミノ基を有する化合物としては、例えば、メラミン
構造、ベンゾグアナミン構造、ウレア構造を有する化合物が挙げられ、これらの具体例と
しては、特開２０１５－２３２６９４号公報の段落［００６７］に記載された化合物が挙
げられる。
【００６２】
　着色組成物における重合性化合物の含有量は、着色剤１００質量部に対して、通常は１
０～１０００質量部、好ましくは２０～７００質量部である。このような態様とすること
で、硬化性及び現像性がより高められ、着色力及び輝度をより一層向上させることができ
る。
【００６３】
　〈感放射線性重合開始剤〉
　感放射線性重合開始剤は、可視光線、紫外線、電子線、Ｘ線等の放射線、好ましくは可
視光線及び／又は紫外線の露光により、重合性化合物の硬化反応を開始し得る活性種を発
生する化合物である。感放射線性重合開始剤としては、例えば、チオキサントン系化合物
、アセトフェノン系化合物、ビイミダゾール系化合物、トリアジン系化合物、Ｏ－アシル
オキシム系化合物、オニウム塩系化合物、ベンゾイン系化合物、ベンゾフェノン系化合物
、α－ジケトン系化合物、多核キノン系化合物、ジアゾ系化合物、イミドスルホナート系
化合物が挙げられる。これらの具体例としては、特開２０１５－２３２６９４号公報の段
落［００７３］～［００７８］に記載された化合物が挙げられる。
【００６４】
　着色組成物における感放射線性重合開始剤の含有量は、重合性化合物１００質量部に対
して、通常は０．０１～１２０質量部、好ましくは１～１００質量部である。このような
態様とすることで、硬化性及び被膜特性がより高められ、着色力及び輝度をより一層向上
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させることができる。
【００６５】
　〈バインダー樹脂〉
　着色組成物は、バインダー樹脂を含有することができる。バインダー樹脂としては、カ
ルボキシル基、フェノール性水酸基等の酸性官能基を有する樹脂が好ましく、カルボキシ
ル基含有重合体がより好ましい。カルボキシル基含有重合体は、例えば、１個以上のカル
ボキシル基を有するエチレン性不飽和単量体（ｂ１）と、他の共重合可能なエチレン性不
飽和単量体（ｂ２）との共重合体である。
【００６６】
　不飽和単量体（ｂ１）としては、例えば、（メタ）アクリル酸、マレイン酸、無水マレ
イン酸、こはく酸モノ〔２－（メタ）アクリロイロキシエチル〕、ω－カルボキシポリカ
プロラクトンモノ（メタ）アクリレート、ｐ－ビニル安息香酸が挙げられる。
【００６７】
　不飽和単量体（ｂ２）としては、例えば、Ｎ－置換マレイミド；芳香族ビニル化合物；
アルキル（メタ）アクリレート、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、アリル（メ
タ）アクリレート、シクロアルキル（メタ）アクリレート、多環式脂肪環含有（メタ）ア
クリレート、芳香環含有（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸エステル；ポリア
ルキレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリアルキレングリコールメチルエーテ
ル（メタ）アクリレート；グリシジル（メタ）アクリレート、３，４－エポキシシクロヘ
キシルメチル（メタ）アクリレート、特開２０１３－２０３９５５号公報の段落［００７
６］～［００８０］に記載の化合物、３－〔（メタ）アクリロイルオキシメチル〕オキセ
タン、３－〔（メタ）アクリロイルオキシメチル〕－３－エチルオキセタン等の含酸素飽
和ヘテロ環基を有する（メタ）アクリレート；各種ビニルエーテル；ポリスチレン、ポリ
メチル（メタ）アクリレート等の重合体分子鎖の末端にモノ（メタ）アクリロイル基を有
するマクロモノマーが挙げられる。これらの不飽和単量体（ｂ２）の具体例としては、特
開２０１５－２３２６９４号公報の段落［００５２］～［００５４］に記載の化合物が挙
げられる。
【００６８】
　不飽和単量体（ｂ１）と不飽和単量体（ｂ２）との共重合体において、当該共重合体中
の不飽和単量体（ｂ１）の共重合割合は、好ましくは５～５０質量％、更に好ましくは１
０～４０質量％である。このような範囲で不飽和単量体（ｂ１）を共重合させることによ
り、アルカリ現像性及び保存安定性に優れた着色組成物を得ることができる。
【００６９】
　バインダー樹脂の酸価は、通常は１０～２００ｍｇＫＯＨ／ｇ、好ましくは３０～２７
０ｍｇＫＯＨ／ｇ、より好ましくは５０～２５０ｍｇＫＯＨ／ｇである。酸価とは、バイ
ンダー樹脂の固形分１ｇを中和するのに必要なＫＯＨのｍｇ数を表す。バインダー樹脂は
、重量平均分子量（Ｍｗ）が、通常は１，０００～１００，０００、好ましくは３，００
０～５０，０００である。Ｍｗは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（溶出溶媒
：テトラヒドロフラン）で測定したポリスチレン換算の重量平均分子量をいう。
【００７０】
　着色組成物におけるバインダー樹脂の含有量は、着色剤１００質量部に対して、通常は
１０～１０００質量部、好ましくは２０～５００質量部である。このような態様とするこ
とで、着色力及び輝度のより一層の向上に加え、アルカリ現像性、着色組成物の保存安定
性、パターン形状、色度特性を高めることができる。
【００７１】
　〈添加剤〉
　着色組成物は、必要に応じて、種々の添加剤を含有することもできる。添加剤としては
、例えば、増感剤、分散剤、充填剤、高分子化合物、界面活性剤、密着促進剤、酸化防止
剤、紫外線吸収剤、凝集防止剤、残渣改善剤、現像性改善剤が挙げられる。
【００７２】
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　分散剤としては、例えば、アクリル系分散剤、ウレタン系分散剤、ポリエチレンイミン
系分散剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル系分散剤、ポリオキシエチレンアルキル
フェニルエーテル系分散剤、ポリエチレングリコールジエステル系分散剤、ソルビタン脂
肪酸エステル系分散剤、ポリエステル系分散剤が挙げられる。
【００７３】
　〈着色組成物の調製〉
　着色組成物は、適宜の方法により調製することができる。例えば、着色剤、重合性化合
物及び感放射線性重合開始剤を、溶媒や任意的に加えられる他の成分と共に、ビーズミル
、ロールミル等を用いて混合・分散することにより調製することができる。一実施態様で
は、着色剤を溶媒中、分散剤の存在下で、場合によりバインダー樹脂の一部とともに、ビ
ーズミル、ロールミル等を用いて粉砕しつつ、混合・分散して着色剤分散液とし、次いで
、この着色剤分散液に、重合性化合物と、感放射線性重合開始剤、場合によりバインダー
樹脂、更に追加の溶媒や他の成分を添加し、混合することにより調製することができる。
【００７４】
　溶媒としては、例えば、（ポリ）アルキレングリコールモノアルキルエーテル類、乳酸
アルキルエステル類、（シクロ）アルキルアルコール類、ケトアルコール類、（ポリ）ア
ルキレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、他のエーテル類、ケトン類、ジ
アセテート類、アルコキシカルボン酸エステル類、他のエステル類、芳香族炭化水素類、
アミド又はラクタム類が挙げられ、これらの具体例としては、特開２０１５－２３２６９
４号公報の段落［００８２］～［００８５］に記載された溶媒が挙げられる。
【００７５】
　溶媒の含有量は特に限定されるものではないが、着色組成物から溶媒を除いた各成分の
合計濃度が５～５０質量％となる量が好ましく、１０～４０質量％となる量がより好まし
い。
【００７６】
　＜タッチパネル＞
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、一実施態様においてタッチパネルを有する。
　タッチパネルは光遮断層の上方に形成されており、例えば、第１，第２の金属配線層と
、これらの金属配線層を互いに絶縁する絶縁膜とを少なくとも有する。タッチパネル用配
線は例えば２層以上の金属配線層から成っている。２層以上の金属配線層は、絶縁膜によ
り互いに絶縁されており、かつ必要な部分については絶縁膜に形成されたコンタクトホー
ルにより電気的に接続されていてもよい。タッチパネルとしては、静電容量方式が好まし
く、投影型静電容量方式がより好ましい。
【００７７】
　タッチパネルは、金属配線層において、例えば、パターニングされた金属膜よりなる、
指・タッチパネル用ペンなどの接近を電気的な容量変化により検出する容量パッドを有し
ている。一群の複数の容量パッドが配線によって画面Ｘ軸方向（横方向）に連結され、ま
た他の一群の複数の容量パッドが配線によって画面Ｙ軸方向（縦方向）に連結され、それ
ぞれ、パネル外まで引き出されている。なお、容量パッドの配置構成はこれらに限定され
ず、従来公知の構成を採用することができる。パネル外まで引き出された配線は、更に周
辺部の配線によりタッチパネル駆動回路・検出回路に接続された構造となっている。
【００７８】
　タッチパネルに含まれる絶縁膜は例えば無機膜からなり、例えばスパッタ・化学気相成
長法により形成された膜に対して、フォトリソグラフィー及びエッチングによってパター
ンを形成してもよいが、絶縁膜をフォトリソグラフィー法により直接形成することが好ま
しい。具体的には、これらの絶縁膜は、例えば、感放射線性組成物のパターン化膜であっ
て、当該組成物を用いて形成することができる。
【００７９】
　感放射線性組成物は、重合性化合物及び感放射線性重合開始剤を含有するものであれば
特に限定されず、公知のものを使用することができる。感放射線性組成物は、溶媒を配合
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して、液状組成物として使用することができる。感放射線性組成物としては、例えば、上
述した感放射線性着色組成物において着色剤を含有しなくともよい組成物が挙げられる。
【００８０】
　本発明では、タッチパネルを別途製造した後に、タッチパネルを有機ＥＬ素子上に貼り
合わせるのではなく、有機ＥＬ素子上にタッチパネルを直接形成することができる。この
ため、本発明の有機ＥＬ表示装置は、タッチパネルを別途製造する場合に使用されるタッ
チパネル用透明基板（例：ガラス基板）を有機ＥＬ素子とタッチパネルとの間に有さない
構成をとることができる。
【００８１】
　［有機ＥＬ表示装置の構成］
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子と、前記有機ＥＬ素子の上方に形成された
カラーフィルタ又はタッチパネルと、光遮断層とを有する。有機ＥＬ表示装置は、カラー
フィルタ及びタッチパネルの双方を有してもよく、例えば、有機ＥＬ素子、光遮断層、カ
ラーフィルタおよびタッチパネルを、光取出し方向にこの順に有する。
【００８２】
　前記表示素子の一実施態様は、基板と、基板上に形成された有機ＥＬ素子と、当該素子
を封止する封止層を含む光遮断層、又は当該素子を封止する封止層及び紫外線吸収層を含
む光遮断層と、光遮断層上に形成されたカラーフィルタ若しくはタッチパネル又はその両
方と、封止用基板とを有する。封止用基板としてはガラスや樹脂等からなる構造体が挙げ
られる。
【００８３】
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、例えば、トップエミッション構造とすることができ、各
構成材料の材質は、前記構造に応じて適宜選択することができる。
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、例えば、前記表示装置を有する有機ＥＬディスプレイと
して好適に用いることができる。
【００８４】
　［有機ＥＬ表示装置の製造方法］
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、
（１）有機ＥＬ素子上に、波長３１３ｎｍにおける光透過率が３０％以下である層（光遮
断層）を形成する工程と、
（２）感放射線性着色組成物又は感放射線性組成物の塗膜を
　　　前記光遮断層上に形成する工程と、
（３）感放射線性着色組成物又は感放射線性組成物の塗膜に、マスクを介して、
　　　第１の放射線を照射する工程と、
（４）放射線照射後の前記塗膜を現像する工程と、
（５）現像後の前記塗膜に第２の放射線を照射する工程と
（ただし、第１の放射線と第２の放射線は同一でも異なっていてもよい。）
を有する。
　但し、上記（２）から（５）の一連の工程は、必要に応じて複数回行われる。
【００８５】
　＜工程（１）＞
　工程（１）は、通常、有機ＥＬ素子が形成された基板（素子基板）の素子形成面に、す
なわち有機ＥＬ素子上に、光遮断層を形成する。光遮断層の構成は上述したとおりであり
、また光遮断層を構成する封止層や紫外線吸収層の形成方法も上述したとおりである。
【００８６】
　＜工程（２）＞
　工程（２）は、カラーフィルタを形成する場合は上述した感放射線性着色組成物の塗膜
を、タッチパネルを形成する場合は上述した感放射線性組成物の塗膜を、光遮断層上に形
成する工程である。感放射線性着色組成物及び感放射線性組成物を特に区別しない場合は
、まとめて「（着色）組成物」とも記載する。（着色）組成物の詳細は上述したとおりで
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ある。
【００８７】
　（着色）組成物の塗布方法としては公知の方法を採用することができる。例えば、スプ
レー法、ロールコート法、スピンコート法、スリットダイ塗布法、バーコート法が挙げら
れ、また、光遮断層上に、遮光機能も兼ねた隔壁を形成し、次いでこの隔壁内に着色組成
物をインクジェット装置により吐出するインクジェット法や、支持体上に（着色）組成物
層が形成されたドライフィルムを用いて（着色）組成物層を光遮断層上に転写するラミネ
ート法を用いてもよい。これらの中でも、均一な膜厚の塗膜が得られる点から、スピンコ
ート法、スリットダイ塗布法が好ましい。
【００８８】
　（着色）組成物の塗膜形成時には、プレベークを行うことができる。プレベークは、減
圧乾燥と加熱乾燥とを組み合わせて行うことができる。減圧乾燥は、通常は７０～１１０
℃の温度で１～２０分間程度であり、好ましくは７５～１００℃の温度で１～１５分間で
ある。また、塗膜の厚さは、乾燥後の膜厚として、通常は０．６～８μｍ、好ましくは１
．２～５μｍである。
【００８９】
　なお、着色組成物の塗膜が形成される面上に、必要に応じて、各画素を形成する部分を
区画するように遮光層（ブラックマトリックス）を形成しておいてもよい。ブラックマト
リックスは、例えば、スパッタや蒸着により成膜したクロム等の金属薄膜を、フォトリソ
グラフィー法を利用して所望のパターンとすることにより形成することができるが、黒色
の顔料が分散された感放射線性着色組成物を用いて形成することもできる。
【００９０】
　＜工程（３）＞
　工程（３）は、工程（２）で得られた塗膜に第１の放射線を照射する、すなわちプレ露
光する工程である。前記塗膜の少なくとも一部に、所定のパターンを有するマスクを介し
て露光すればよく、また走査露光を行ってもよい。
【００９１】
　第１の放射線としては、例えば、ｇ線、ｈ線、ｉ線、ｊ線等の可視光線及び紫外線が挙
げられる。これらの中でも、色移りの抑制、並びに耐溶剤性及び形成対象との密着性の改
善の観点から、ｇ線、ｈ線及びｉ線を含む放射線が好ましく、ｇ線、ｈ線、ｉ線及びｊ線
を含む放射線がより好ましい。なお、分光分布において、４３６ｎｍのピークがｇ線であ
り、４０５ｎｍのピークがｈ線であり、３６５ｎｍのピークがｉ線であり、３１３ｎｍの
ピークがｊ線である。露光量は、通常は１～１０００ｍＪ／ｃｍ2、好ましくは５～５０
０ｍＪ／ｃｍ2、より好ましくは１０～１００ｍＪ／ｃｍ2である。
【００９２】
　光源としては、例えば、超高圧、高圧、中圧、低圧の各水銀ランプ、ケミカルランプ、
カーボンアーク灯、キセノンランプ、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、ＬＥＤラ
ンプ、可視及び紫外の各種レーザが挙げられる。
【００９３】
　＜工程（４）＞
　工程（４）は、工程（３）で得られた塗膜を現像する工程である。
　現像は、現像液を用いて、露光後の非硬化部（ネガ型の場合は非露光部）を溶解除去す
る。現像液としては、非硬化部を溶解し硬化部を溶解しないものであればいかなるものも
使用することができるが、例えば、種々の有機溶媒の組合せ、アルカリ水溶液を用いるこ
とができる。これらの中でも、アルカリ水溶液が好ましい。アルカリ水溶液としては、例
えば、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、テトラメチルアンモニウム
ハイドロオキサイド、コリン、１，８－ジアザビシクロ－［５．４．０］－７－ウンデセ
ン、１，５－ジアザビシクロ－［４．３．０］－５－ノネン等の水溶液が挙げられる。現
像液には、例えば、メタノール、エタノール等の水溶性有機溶媒、消泡剤、界面活性剤等
を適量添加することもできる。
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【００９４】
　現像方法としては、例えば、シャワー現像法、スプレー現像法、ディップ（浸漬）現像
法、パドル（液盛り）現像法等を適用することができる。現像条件は、例えば、常温で５
～３００秒間とすることができる。
　なお、現像液としてアルカリ水溶液を使用した場合は、現像後、通常は塗膜を水で洗浄
する。また、洗浄後、例えば、圧縮空気や圧縮窒素等で塗膜を風乾させることもできる。
【００９５】
　＜工程（５）＞
　工程（５）は、工程（４）で得られた塗膜に第２の放射線を照射する工程であり、好ま
しくは、下記の（５－ｉ）又は（５－ii）である。すなわち、工程（５）は、ポストベー
クとポスト露光を任意の順序で行うことができる。
【００９６】
　（５－ｉ）前記塗膜を１５０℃以下で加熱した後、第２の放射線を照射する工程。
　（５－ii）前記塗膜に第２の放射線を照射した後、１５０℃以下で加熱する工程。
　ポストベークは、パターニングされた塗膜を１５０℃以下で加熱するが、硬化性、耐溶
剤性及び形成対象との密着性の向上、色移り抑制、並びに基板保護の観点から、好ましく
は７０～１５０℃、より好ましくは８０～１４０℃である。ポストベーク温度がこの範囲
であれば、塗膜が充分硬化して耐溶剤性に優れる（着色）硬化膜を形成することができ、
また、有機ＥＬ素子の損傷を防止でき、基板の収縮や変形が少なくなるので好ましい。加
熱時間は加熱温度により適宜設定可能であるが、通常は５～１２０分、好ましくは１０～
１００分、より好ましくは１５～６０分である。
【００９７】
　ポスト露光の露光量は、硬化性、耐溶剤性及び形成対象との密着性の向上、色移り抑制
、並びに基板保護の観点から、２００ｍＪ／ｃｍ2以上が好ましく、５００ｍＪ／ｃｍ2以
上がより好ましく、８００ｍＪ／ｃｍ2以上が更に好ましい。なお、露光量は、色材の光
劣化抑制等の観点から、１００００ｍＪ／ｃｍ2以下が好ましく、８０００ｍＪ／ｃｍ2以
下がより好ましく、６０００ｍＪ／ｃｍ2以下が更に好ましい。ポスト露光に用いる光源
としては、プレ露光と同様のものが挙げられる。本発明では、光遮断層を設けていること
から、ポスト露光により有機ＥＬ素子が損傷することを防止することができる。また、プ
レ露光とポスト露光とを分けて行うことにより、高精細な画素やコンタクトホールを形成
することができる。
【００９８】
　第２の放射線としては、プレ露光で使用する第１の放射線と同一でも、異なっていても
よく、例えば、プレ露光と同様に、ｇ線、ｈ線及びｉ線を含む放射線、あるいはｇ線、ｈ
線、ｉ線及びｊ線を含む放射線を適用することができる。第２の放射線としては、第１の
放射線と同一の又は異なる分光分布を持つ放射線を、第１の放射線と同一の又は異なる露
光量で照射することができる。第２の放射線は、色移りの抑制、耐溶剤性及び形成対象と
の密着性の改善の観点から、第１の放射線と異なる分光分布を有することが好ましい。
【００９９】
　第２の放射線として、波長３１３ｎｍ（ｊ線）における発光強度が、波長３６５ｎｍ（
ｉ線）における発光強度に対して１／６以上である分光分布を有する放射線を用いると、
色移りを高度に抑制することができる。なお、３６５ｎｍにおける発光強度に対する波長
３１３ｎｍにおける発光強度の上限は特に制限されないが、通常、波長３６５ｎｍにおけ
る発光強度より小さいことが好ましく、３／４以下であることがより好ましい。
【０１００】
　前記分光特性を示す放射線は、例えば、前記分光特性を示す光源を用いるか、又は高圧
水銀ランプから放射された放射線に紫外線カットフィルタやバンドバスフィルタを介して
各ピーク波長の光量の調整することで得ることができる。
【０１０１】
　工程（５）においては、前述の通り、ポストベークとポスト露光を任意の順序で行うこ
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とができるが、密着性に優れる（着色）硬化膜を得る観点からは、ポストベークを先に行
うことが好ましい。即ち、前記（５－ｉ）がより好ましい。
【０１０２】
　＜カラーフィルタに関して＞
　上記各工程により、着色組成物のパターン化膜からなる、赤色、緑色又は青色等のカラ
ーフィルタが所定の配列で配置された画素アレイを形成する。次いで、必要に応じて他の
色の着色組成物を用い、上記各工程（２）～（５）と同様に行い、他の色のカラーフィル
タを順次形成する。これにより、例えば、赤色、緑色及び青色の三原色の画素アレイを含
むカラーフィルタが光遮断層上に配置された有機ＥＬ表示装置が得られる。但し、各色の
画素を形成する順序は特に限定されない。
【０１０３】
　着色硬化膜、すなわちカラーフィルタの膜厚は、通常は０．５～５μｍ、好ましくは１
～４μｍである。着色硬化膜は、耐溶剤性、形成対象との密着性が良好であり、剥がれを
効果的に抑制することができる。また、着色組成物を形成対象上に重ね塗りしたとしても
、隣接する他色のパターンへの色移りが抑制されている。
【０１０４】
　＜タッチパネルに関して＞
　タッチパネルを有する有機ＥＬ表示装置の製造方法は、より詳細には、工程（１）に続
いて、光遮断層上にタッチパネルを形成する工程を有しており、タッチパネルを形成する
工程は、工程（２）～（５）により感放射線性組成物のパターン化膜を形成する工程を有
する。
【０１０５】
　例えば、上記各工程により、所定のパターンで開口されたタッチパネルの配線下地膜を
形成する。次いで、スパッタにより金属薄膜を形成し、フォトリソグラフィーによりレジ
ストパターンを形成し、エッチングにより配線を形成し、レジスト剥離により配線を露出
させ、タッチパネルの第１の金属配線層を形成する。次いで、感放射線性組成物を用い、
上記各工程（２）～（５）と同様に行い、第１の金属配線層上に、コンタクトホールを含
むパターニング形状を有してもよい配線間絶縁膜を形成する。次いで、配線間絶縁膜上に
、タッチパネルの第２の金属配線層を、第１の金属配線層の形成と同様に、スパッタ、フ
ォトリソグラフィー、エッチング、レジスト剥離にて形成した後、必要に応じて、感放射
線性組成物を用い、第２の金属配線層上に感放射線性組成物の塗膜を形成し、露光により
硬化させ、上層保護膜を形成する。これにより、例えば、配線下地膜（保護膜）、第１の
金属配線層、配線間絶縁膜、第２の金属配線層及び上層保護膜を含むタッチパネルが光遮
断層上に配置された有機ＥＬ表示装置が得られる。
【０１０６】
　配線下地膜、配線間絶縁膜及び上層保護膜等の硬化膜の膜厚は、通常は各０．５～５μ
ｍ、好ましくは各１～４μｍである。硬化膜は、耐溶剤性、形成対象との密着性が良好で
あり、剥がれを効果的に抑制することができる。また、組成物を各層上に重ね塗りしたと
しても、溶剤による下層の浸食が無く、また各層はタッチパネル配線形成の際のレジスト
パターン形成、エッチングプロセス、レジスト剥離プロセスなどの各プロセスに対して耐
性を持つ。
【実施例】
【０１０７】
　以下、本発明を実施例に基づいて更に具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限
定されない。以下の実施例等の記載において、特に言及しない限り、「部」は「質量部」
を示す。
【０１０８】
　（有機ＥＬ素子封子用硬化性組成物の調製）
　［調製例１］
　大気環境下で、３５部のＣＥＬ２０２１Ｐ（株式会社ダイセル製「ＣＥＬ２０２１Ｐ」
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。３’，４’－エポキシシクロヘキシルメチル ３，４－エポキシシクロヘキサンカルボ
キシレート）、１０部のＣＥＬ２０８１（株式会社ダイセル製「ＣＥＬ２０８１」。ε－
カプロラクトン変性 ３’，４’－エポキシシクロヘキシルメチル ３，４－エポキシシク
ロヘキサンカルボキシレート）、５５部のＨＸＯ（東レファインケミカル株式会社製「Ｈ
ＸＯ」。シクロヘキセンオキサイド）、１部のＣＰＩ４１０Ｂ（サンアプロ株式会社製「
ＣＰＩ４１０Ｂ」。光カチオン重合開始剤）、及び０．５部のＦ５５４（ＤＩＣ株式会社
製「Ｆ５５４」。界面活性剤）を混合し、有機ＥＬ素子封子用硬化性組成物を調製した。
【０１０９】
　（紫外線吸収層形成用硬化性組成物の調製）
　［調製例２］
　酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）粒子２０部、ＢＹＫ－ＬＰＮ２１１１６（固形分濃度４
０質量％、ビックケミー（ＢＹＫ）社製。アクリル系分散剤）７．５部、及びプロピレン
グリコールモノメチルエーテル７２．５部を混合し、ビーズミルにより処理して、金属酸
化物粒子分散液（Ｕ－１）を調製した。
【０１１０】
　前記分散液（Ｕ－１）１５５．２部、バインダー樹脂（１）溶液（固形分濃度４０質量
％）１９５．７部、ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製。ジペンタエリスリ
トールヘキサアクリレートとジペンタエリスリトールペンタアクリレートの混合物）３９
．１部、ＮＣＩ－９３０（株式会社ＡＤＥＫＡ社製）１．６部、Ｆ５５４（ＤＩＣ株式会
社製）０．３部、及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート６０８．１部
を混合して、紫外線吸収層形成用硬化性組成物（ＵＳ－１）を調製した。ここでバインダ
ー樹脂（１）は、メタクリル酸／メタクリル酸ベンジル＝２０／８０（質量比）の共重合
割合を持つ樹脂である。
【０１１１】
　［調製例３］
　調製例２において、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）粒子に代えて酸化チタン（ＴｉＯ2）
粒子を用いた以外は調製例２と同様にして、金属酸化物粒子分散液（Ｕ－２）を調製した
。次いで、前記分散液（Ｕ－１）に代えて前記分散液（Ｕ－２）を用いた以外は調製例２
と同様にして、紫外線吸収層形成用硬化性組成物（ＵＳ－２）を調製した。
【０１１２】
　［調製例４］
　調製例２において、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）粒子に代えてチタン酸バリウム（Ｂ
ａＴｉＯ3）粒子を用いた以外は調製例２と同様にして、金属酸化物粒子分散液（Ｕ－３
）を調製した。次いで、前記分散液（Ｕ－１）に代えて前記粒子分散液（Ｕ－３）を用い
た以外は調製例２と同様にして、紫外線吸収層形成用硬化性組成物（ＵＳ－３）を調製し
た。
【０１１３】
　［調製例５］
　調製例２において、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ2）粒子に代えて酸化亜鉛（ＺｎＯ）粒
子を用いた以外は調製例２と同様にして、分散液（Ｕ－４）を調製した。次いで、前記分
散液（Ｕ－１）に代えて前記分散液（Ｕ－４）を用いた以外は調製例２と同様にして、紫
外線吸収層形成用硬化性組成物（ＵＳ－４）を調製した。
【０１１４】
　（赤色組成物（Ｒ－１）の調製）
　［調製例６］
　Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２６９　８．４部、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１３９　３
．６部、Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック７　０．１部、ＢＹＫ－ＬＰＮ２１１１６（固形分
濃度４０質量％、ビックケミー（ＢＹＫ）社製）１３部、バインダー樹脂（１）溶液（固
形分濃度４０質量％）１０部、並びに、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ
ート５７部及びプロピレングリコールモノエチルエーテル８部を混合し、ビーズミルによ
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り処理して、顔料分散液（ｒ）を調製した。
【０１１５】
　顔料分散液（ｒ）５４２．５部、バインダー樹脂（１）溶液（固形分濃度４０質量％）
３７．６部、ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製。ジペンタエリスリトール
ヘキサアクリレートとジペンタエリスリトールペンタアクリレートの混合物）１８．４部
、イルガキュア３６９（ＢＡＳＦ社製。２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－
モルフォリノフェニル）ブタン－１－オン）０．７部、ＮＣＩ－９３０（株式会社ＡＤＥ
ＫＡ社製）５．５部、Ｆ５５４（ＤＩＣ株式会社製）０．３部、及びプロピレングリコー
ルモノメチルエーテルアセテート３９４．９部を混合して、赤色組成物（Ｒ－１）を調製
した。
【０１１６】
　（緑色組成物（Ｇ－１）の調製）
　［調製例７］
　Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン５９　９．４部、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１８５　２
．６部、Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック３１　０．１部、ＢＹＫ－ＬＰＮ２１１１６（固形
分濃度４０質量％、ビックケミー（ＢＹＫ）社製）１３部、バインダー樹脂（１）溶液（
固形分濃度４０質量％）１０部、並びに、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセ
テート５７部及びプロピレングリコールモノエチルエーテル８部を混合し、ビーズミルに
より処理して、顔料分散液（ｇ）を調製した。
【０１１７】
　顔料分散液（ｇ）５１６．７部、バインダー樹脂（１）溶液（固形分濃度４０質量％）
２４．５部、ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製。ジペンタエリスリトール
ヘキサアクリレートとジペンタエリスリトールペンタアクリレートの混合物）３０．５部
、イルガキュア３６９（ＢＡＳＦ社製。２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－
モルフォリノフェニル）ブタン－１－オン）０．８部、ＮＣＩ－９３０（株式会社ＡＤＥ
ＫＡ社製）４．１部、Ｆ５５４（ＤＩＣ株式会社製）０．３部、及びプロピレングリコー
ルモノメチルエーテルアセテート４２３．２部を混合して、緑色組成物（Ｇ－１）を調製
した。
【０１１８】
　（青色組成物（Ｂ－１）の調製）
　［調製例８］
　Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１６　１．２部、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：６　８．
６部、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット２３　２．２部、特開２０１６－１６７０３０号
公報に記載されている式（２）で表される化合物０．１部（有機黒色顔料）、ＢＹＫ－Ｌ
ＰＮ２１１１６（固形分濃度４０質量％、ビックケミー（ＢＹＫ）社製）１３部、バイン
ダー樹脂（１）溶液（固形分濃度４０質量％）１０部、並びに、プロピレングリコールモ
ノメチルエーテルアセテート５７部及びプロピレングリコールモノエチルエーテル８部を
混合し、ビーズミルにより処理して、顔料分散液（ｂ）を調製した。
【０１１９】
　顔料分散液（ｂ）３２２．９部、バインダー樹脂（１）溶液（固形分濃度４０質量％）
８３．９部、ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製。ジペンタエリスリトール
ヘキサアクリレートとジペンタエリスリトールペンタアクリレートの混合物）４６．５部
、イルガキュア３６９（ＢＡＳＦ社製。２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－
モルフォリノフェニル）ブタン－１－オン）６．２部、Ｆ５５４（ＤＩＣ株式会社製）０
．３部、及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート５４０．２部を混合し
て、青色組成物（Ｂ－１）を調製した。
【０１２０】
　（有機ＥＬ素子の製造）
　アレイ状にＩＴＯ透明電極が形成されたガラス基材（日本電気硝子社製「ＯＡ－１０」
）と、前記ＩＴＯ透明電極の一部のみが露出したコンタクトホールを有する、膜厚３μｍ
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の平坦化層とを有するアレイ基材を複数用意した。
【０１２１】
　Ａｌターゲットを用いてＤＣスパッタ法により、平坦化層上に膜厚１００ｎｍのＡｌ膜
を形成した。ＩＴＯターゲットを用いてＤＣマグネトロンリアクティブスパッタリング法
により、Ａｌ膜上に膜厚２０ｎｍのＩＴＯ膜を形成した。この様にしてＡｌ膜とＩＴＯ膜
とからなる陽極層を形成した基材を用いた。
【０１２２】
　レジスト材料（ＪＳＲ製「オプトマーＮＮ８０３」）を用いて陽極層上に塗膜を形成し
、ｉ線（波長３６５ｎｍ）照射、現像、流水洗浄、風乾及び加熱処理を含む一連の処理を
行い、陽極層の一部を開口領域として持つ画素規定層を形成した。
【０１２３】
　陽極及び画素規定層が形成された基材を真空成膜室へ移動し、成膜室を１×１０-4Ｐａ
まで排気した後、前記基材上に、所定のパターンの蒸着マスクを用いて、正孔注入性を有
する酸化モリブデン（ＭｏＯｘ）を抵抗加熱蒸着法により成膜速度０．００４～０．００
５ｎｍ／ｓｅｃの条件で成膜し、膜厚１ｎｍの正孔注入層を形成した。
【０１２４】
　正孔注入層上に、所定のパターンの蒸着マスクを用いて、正孔輸送性を有する４，４’
－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）を抵抗
加熱蒸着法により正孔注入層と同様の排気条件で成膜し、膜厚３５ｎｍの正孔輸送層を形
成した。成膜速度は、０．２～０．３ｎｍ／ｓｅｃの条件であった。
【０１２５】
　正孔輸送層上に、所定のパターンの蒸着マスクを用いて、発光材料としてアルキレート
錯体であるトリス（８－キノリノラト）アルミニウムを抵抗加熱蒸着法により正孔輸送層
と同様の成膜条件で成膜し、膜厚３５ｎｍの発光層を形成した。成膜速度は、０．５ｎｍ
／ｓｅｃ以下の条件であった。
【０１２６】
　発光層上に、フッ化リチウムを抵抗加熱蒸着法により正孔注入層と同様の排気条件で成
膜し、膜厚０．８ｎｍの電子注入層を形成した。成膜速度は、０．００４ｎｍ／ｓｅｃ以
下の条件であった。
【０１２７】
　続いて電子注入層上に、マグネシウム及びＡｇを抵抗加熱蒸着法により正孔注入層と同
様の排気条件で同時に成膜し、膜厚５ｎｍの第１陰極層を形成した。成膜速度は、０．５
ｎｍ／ｓｅｃ以下の条件であった。
【０１２８】
　続いて、別の成膜室（スパッタ室）に上記基材を移送し、第１陰極層上に、ＩＴＯター
ゲットを用いてＲＦスパッタリング法により、膜厚１００ｎｍの第２陰極層を形成した。
　以上のようにして、有機ＥＬ素子を有する素子基板を製造した。
【０１２９】
　［比較例１］
　（封止層の形成）
　成膜室（スパッタ室）に前記素子基板を移送し、陰極上に、ＳｉＮｘターゲットを用い
てＲＦスパッタリング法により、膜厚１００ｎｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）を形成した
。続いて、前記素子基板をＮ2置換されたグローブボックス中に移送し、ピエゾ方式イン
クジェットプリンタによって、前記有機ＥＬ素子封子用硬化性組成物を所定のパターンに
吐出して塗膜を形成した。続いてウシオ電機社製ＵｎｉＪｅｔＥ１１０ＺＨＤ　３９５ｎ
ｍ　ＬＥＤランプを用いて露光量１０００ｍＪ／ｃｍ2で照射し、塗膜を硬化させること
により、膜厚１０μｍの有機封止層を形成した。成膜室（スパッタ室）に前記素子基板を
移送し、有機封止層上に、ＳｉＮｘターゲットを用いてＲＦスパッタリング法により、膜
厚１００ｎｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）を形成した。このようにして、素子基板上に膜
厚１００ｎｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）、膜厚１０μｍの有機封止層及び膜厚１００ｎ



(20) JP 2018-147812 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

ｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）がこの順で形成されてなる封止層を有する有機ＥＬ発光素
子（ａ）を得た。
【０１３０】
　（カラーフィルタの形成）
　上記有機ＥＬ発光素子（ａ）上に青色組成物（Ｂ－１）をスリットダイコーターを用い
て塗布した。引き続き、ＶＣＤ（真空乾燥装置、東京応化工業社製）を用いて１Ｔｏｒｒ
で３０秒間、溶媒の一部を乾燥して塗布層の流動性を無くした後、８０℃のホットプレー
トで１０分間プレベークを行って塗膜を形成した。室温に冷却したのち、高圧水銀ランプ
を用い、所定のパターンを有するフォトマスクを介して、塗膜に放射線（Ａ）を４０ｍＪ
／ｃｍ2の露光量で露光した。その後、２３℃の０．４５質量％水酸化カリウム水溶液か
らなる現像液を現像圧１ｋｇｆ／ｃｍ2（ノズル径１ｍｍ）で吐出することにより７０秒
間シャワー現像を行い、続いて超純水で洗浄し、風乾した。次いで、風乾後の塗膜を、１
００℃のクリーンオーブン内で２０分間ポストベークを行い、室温に冷却した後、放射線
（Ｂ）を１，０００ｍＪ／ｃｍ2の露光量で露光した。これにより、膜厚３μｍの青色カ
ラーフィルタを形成した。
【０１３１】
　なお放射線（Ａ）及び放射線（Ｂ）は、それぞれ図１及び図２に示す分光分布を持つ放
射線である。放射線（Ａ）の波長３１３ｎｍにおける発光強度は波長３６５ｎｍにおける
発光強度の１／６未満であり、放射線（Ｂ）の波長３１３ｎｍにおける発光強度は波長３
６５ｎｍにおける発光強度の１／６以上１／３未満である。
【０１３２】
　次に緑色組成物（Ｇ－１）を用いて同様の操作を行い、青色のカラーフィルタの隣に膜
厚３μｍの緑色カラーフィルタを形成した。更に赤色組成物（Ｒ－１）を用いて同様の操
作を行い、青色及び緑色のカラーフィルタの隣に膜厚３μｍの赤色カラーフィルタを形成
した。このようにして、有機ＥＬ素子とカラーフィルタの間に封止層を有する有機ＥＬ表
示装置を作製した。
【０１３３】
　［実施例１］
　比較例１の「封止層の形成」において、膜厚１００ｎｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）の
形成及び膜厚１０μｍの有機封止層の形成を繰り返し行うことにより、前記素子基板上に
、膜厚１００ｎｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）５層と膜厚１０μｍの有機封止層４層が交
互に形成されてなる封止層を有する有機ＥＬ発光素子（１）を得た。
【０１３４】
　次に、上記有機ＥＬ発光素子（１）上に、比較例１と同様にして青色、緑色及び赤色の
カラーフィルタを形成した。このようにして、有機ＥＬ素子とカラーフィルタの間に封止
層を有する有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１３５】
　［実施例２］
　比較例１の「封止層の形成」と同様にして、前記素子基板上に膜厚１００ｎｍの無機封
止層（ＳｉＮｘ膜）、膜厚１０μｍの有機封止層及び膜厚１００ｎｍの無機封止層（Ｓｉ
Ｎｘ膜）がこの順で形成されてなる封止層を有する有機ＥＬ発光素子（２）を得た。
【０１３６】
　（紫外線吸収層の形成）
　次に、上記有機ＥＬ発光素子（２）の封止層上に紫外線吸収層形成用硬化性組成物（Ｕ
Ｓ－１）をスリットダイコーターを用いて塗布した後、８０℃のホットプレートで１０分
間プレベークを行って塗膜を形成した。室温に冷却したのち、高圧水銀ランプを用い、フ
ォトマスクを介して、塗膜に放射線（Ａ）を４０ｍＪ／ｃｍ2の露光量で露光した。１０
０℃のクリーンオーブン内で２０分間ポストベークを行い、膜厚４．４μｍの紫外線吸収
層を形成した。ここで放射線（Ａ）は、図１に示す分光分布を持つ放射線である。
【０１３７】
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　続いて、上記有機ＥＬ発光素子（２）の紫外線吸収層上に、比較例１と同様にして青色
、緑色及び赤色のカラーフィルタを形成した。このようにして、有機ＥＬ素子とカラーフ
ィルタの間に封止層及び紫外線吸収層を有する有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１３８】
　［実施例３～５］
　実施例２における紫外線吸収層形成用硬化性組成物（ＵＳ－１）に代えて、紫外線吸収
層形成用硬化性組成物（ＵＳ－２）～（ＵＳ－４）を用い、紫外線吸収層の膜厚を表１に
記載したとおりに変更した以外は実施例２と同様にして、有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１３９】
　［比較例２］
　比較例１の「封止層の形成」において、膜厚１００ｎｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）の
形成及び膜厚１０μｍの有機封止層の形成を繰り返し行うことにより、前記素子基板上に
、膜厚１００ｎｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）４層と膜厚１０μｍの有機封止層３層が交
互に形成されてなる封止層を有する有機ＥＬ発光素子（ｂ）を得た。
【０１４０】
　次に、上記有機ＥＬ発光素子（ｂ）上に、比較例１と同様にして青色、緑色及び赤色の
カラーフィルタを形成した。このようにして、有機ＥＬ素子とカラーフィルタの間に封止
層を有する有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１４１】
　［比較例３］
　実施例２において、紫外線吸収層形成用硬化性組成物（ＵＳ－１）を用いて形成する紫
外線吸収層の膜厚を４．４μｍから１．０μｍに変更した以外は実施例２と同様にして、
有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１４２】
　［有機ＥＬ表示装置の評価］
　実施例及び比較例で得られた有機ＥＬ表示装置について、順方向電流を１０ｍＡ／ｃｍ
2で通電し、発光輝度を分光放射計ＳＲ－３（トプコン製）にて測定した。比較例１の発
光輝度を１００とした場合の相対値として表１に示した。
【０１４３】
　また、有機ＥＬ素子とカラーフィルタとの間に配置されている層である封止層について
、又は紫外線吸収層が形成されている場合は封止層及び紫外線吸収層を一つの層と見なし
た層について、波長３１３ｎｍにおける光透過率（％Ｔ）を分光光度計（株式会社日立ハ
イテクサイエンス製Ｕ－３９００Ｈ）を用いて求め、表１に示した。透過率は、有機ＥＬ
表示装置における素子基板及びカラーフィルタが無い層構成を透明基板上に作製して測定
した。即ち、透明基板上に膜厚１００ｎｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）、膜厚１０μｍの
有機封止層及び膜厚１００ｎｍの無機封止層（ＳｉＮｘ膜）がこの順で形成されてなる封
止層、紫外線吸収層が形成されている場合はさらに紫外線吸収層を形成したものを作製し
て測定した。
【０１４４】
　表１からわかるように、有機ＥＬ素子とカラーフィルタとの間の層における透過率が小
さいほど、発光輝度が高い傾向にある。
【０１４５】
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【表１】

【符号の説明】
【０１４６】
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１０…基板、２０…有機ＥＬ素子、３０…光遮断層、４０…カラーフィルタ層

【図１】

【図２】

【図３】
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